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- - - Формы пром. атт. з.е. - Итого акад.часов
Курс 1

Семестр 1 Семестр 2
Курс 2

Семестр 3 Семестр 4
Закрепленная кафедра -

Считать в
плане Индекс Наименование Экза

мен Зачет Зачет с
оц.

Экспер
тное Факт Часов в

з.е.
Экспер
тное

По
плану

Конт.
раб. СР Конт

роль з.е. Лек Лаб Пр СР Конт
роль з.е. Лек Лаб Пр СР Конт

роль з.е. Лек Лаб Пр СР Конт
роль з.е. Лек Лаб Пр СР Конт

роль Код Наименование Компетенции

Блок 1.Дисциплины (модули) 78 78 2808 2808 1122 1506 180 31 187 17 272 541 99 23 85 51 136 511 45 24 144 68 162 454 36
Обязательная часть 24 24 864 864 340 452 72 16 68 17 136 292 63 8 34 51 34 160 9

+ Б1.О.01 Деловой иностранный язык 1 3 3 36 108 108 34 47 27 3 34 47 27 9 Иностранных языков УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3

+ Б1.О.02 Управление проектами 1 2 2 36 72 72 34 38 2 17 17 38 50 Менеджмента и маркетинга
УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; ОПК-3.2; 
ОПК-3.3

+ Б1.О.03 Социология и психология профессиональной
деятельности 1 2 2 36 72 72 34 38 2 17 17 38 65 Социологии, психологии и права

УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3

+ Б1.О.04 Современные и перспективные материалы 1 6 6 36 216 216 68 112 36 6 34 34 112 36 22 Химической технологии стекла и
ситаллов

УК-1.2; УК-2.1; УК-2.2; УК-3.3; ОПК-1.2; ОПК-1.3; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; 
ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3

+ Б1.О.05 Современные методы исследования материалов 2 5 5 36 180 180 68 112 5 34 34 112 30 Химии и технологии кристаллов
УК-1.1; УК-1.2; ОПК-1.1; ОПК-2.1; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3

+ Б1.О.06
Основы генеративного искусственного
интеллекта и машинного обучения в
химико-технологических процессах

2 1 6 6 216 216 102 105 9 3 17 34 57 3 17 34 48 9
ОПК-4.4; ОПК-4.5; ОПК-4.6; ОПК-4.7

+ Б1.О.06.01 Искусственный интеллект в химико-
технологических процессах 1 3 3 36 108 108 51 57 3 17 34 57 55 Информатики и компьютерного

проектирования
ОПК-4.4; ОПК-4.6

+ Б1.О.06.02 Применение искусственного интеллекта в
химической технологии 2 3 3 36 108 108 51 48 9 3 17 34 48 9 55 Информатики и компьютерного

проектирования
ОПК-4.5; ОПК-4.7

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 54 54 1944 1944 782 1054 108 15 119 136 249 36 15 51 102 351 36 24 144 68 162 454 36
+ Б1.В.01 Дополнительные главы математики 1 2 2 36 72 72 34 38 2 17 17 38 8 Высшей математики ПК-3.3; ПК-2.1; ПК-2.2

+ Б1.В.02 Коллоидная химия композиционных материалов
электроники и фотоники 3 2 2 36 72 72 34 38 2 8 26 38 6 Коллоидной химии

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3

+ Б1.В.03
Методы исследования и проектирования
структуры и свойств поверхности материалов
электроники

2 2 2 36 72 72 34 38 2 34 38 6 Коллоидной химии
ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3

+ Б1.В.04 Новые стеклообразные материалы и методы их
синтеза 3 5 5 36 180 180 68 112 5 34 34 112 22 Химической технологии стекла и

ситаллов
ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-4.3

+ Б1.В.05 Обработка результатов физико-химического
анализа материалов 3 4 4 36 144 144 68 76 4 34 34 76 30 Химии и технологии кристаллов

ПК-5.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3

+ Б1.В.06
Современная инфраструктура технологических
процессов производства изделий фотоники и
электроники

1 5 5 36 180 180 85 59 36 5 34 51 59 36 30 Химии и технологии кристаллов
ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3

+ Б1.В.07
Физическая химия стеклообразного состояния
веществ и их применения в наукоёмких
технологиях

1 4 4 36 144 144 68 76 4 34 34 76 22 Химической технологии стекла и
ситаллов

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-3.3

+ Б1.В.08
Технологии веществ и материалов для роста
монокристаллов и получения гетерофазных
структур

23 1 21 21 36 756 756 289 395 72 4 34 34 76 8 34 34 184 36 9 51 68 34 135 36 30 Химии и технологии кристаллов
ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-2.3

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01 23 9 9 324 324 102 222 5 17 34 129 4 17 34 93

+ Б1.В.ДВ.01.01
Современные методы и оборудование для
производства монокристаллов и гетерофазных
структур для фотоники и электроники

23 9 9 36 324 324 102 222 5 17 34 129 4 17 34 93 30 Химии и технологии кристаллов

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3

- Б1.В.ДВ.01.02
Методы получения и оборудование для
производства новых стекол и
стеклокристаллических материалов

23 9 9 36 324 324 102 222 5 17 34 129 4 17 34 93 22 Химической технологии стекла и
ситаллов

ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3

Блок 2.Практика 33 33 1188 1188 499 689 3 85 23 9 102 222 5 102 78 16 210 366
Обязательная часть 3 3 108 108 85 23 3 85 23

+ Б2.О.01(У)
Учебная практика: научно-исследовательская
работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы)

1 3 3 36 108 108 85 23 3 85 23 22 Химической технологии стекла и
ситаллов

ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 30 30 1080 1080 414 666 9 102 222 5 102 78 16 210 366

+ Б2.В.01(Н) Производственная практика: научно-
исследовательская работа 234 27 27 36 972 972 414 558 6 102 114 5 102 78 16 210 366 30 Химии и технологии кристаллов

УК-1.1; УК-4.2; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-3.1; ПК-3.2; 
ПК-3.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3

+ Б2.В.02(П)
Производственная практика: практика по
применению технологий ИИ в
профессиональной деятельности

2 3 3 36 108 108 108 3 108 55 Информатики и компьютерного
проектирования

ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 9 9 324 324 324 9 324

+ Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы 9 9 36 324 324 324 9 324 22 Химической технологии стекла и

ситаллов

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-
5; ПК-4; ПК-3; ПК-2; ПК-1; ПК-6

ФТД.Факультативные дисциплины 9 9 324 324 136 152 36 5 17 17 51 95 4 17 17 17 57 36
+ ФТД.01 Профессионально-ориентированный перевод 2 2 2 36 72 72 34 38 2 34 38 9 Иностранных языков УК-4.2; УК-4.3; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3

+ ФТД.02
Дополнительное профессиональное обучение:
рентгеновские, синхротронные и нейтронные
методы исследования конденсированных фаз

3 2 7 7 36 252 252 102 114 36 3 17 17 17 57 4 17 17 17 57 36 30 Химии и технологии кристаллов

ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3
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